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Conducting polymers such as polypyrrole, polythiophene are useful materials for opto-electronic and 
nanotechnology. By using two-photon absorption photo-polymerization technique, we succeeded in 
fabrication of microscopic structures such as dots, wires of conducting polymers. By scanning a tightly 
focused spot of femtosecond laser pulses at 800nm from a mode-locked Ti:sapphire laser (pulse width: 
150fs, repetition rate: 76MHz, peak power:50kW) on a solution prepared using tris(2,2 ′
-bipyridyl)ruthenium complex, methylviologen, and pyrrole, microscopic patterns of polypyrrole were 
fabricated. During the fabrication, a confocal scheme was employed to control the position of the focusing 
spot on the substrate. Both the focused laser spot and fabricated pattern were monitored in-situ during the 
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(COHERENT 社、波長 700~980 nm、パルス幅 150fs、












































ピエゾステージ（piezosystem-jena 社製：MIPOS 100 
SG, 分解能 3nm）を使用した。レーザ光の遮断は電
磁シャッター（駿河精機製：F77-4）を用いた。こ























Mol 、電子受容剤としてメチルビオローゲン 0.1m 
Mol、支持電解質としてテトラフルオロほう酸リチ





















































査経路を図５(a)に示す。露光時間を 3 秒、5 秒、7
秒、10 秒、15 秒の順に変化させ、これを 1 セット























































































走査速度 5μm/sec として、開口数 0.4 の対物レンズ
を用いて、カバーガラス上に細線を作成した。作成
した細線の光学顕微鏡写真を図８に示す。作製した

















す。両電極間の細線の長さは 114 μm で、細線の平
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